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Abstrak. Pengaruh pemanasan lapisan tipis TiO2 di atas substrat kaca yang ditumbuhkan dengan 
metode spin coating telah  dilakukan. Lapisan tipis TiO2 dibuat dengan mencampurkan TiCl4 
sebagai prekursor, etanol sebagai pelarut, dan etilen glikol sebagai stabilizer. Larutan ini kemudian 
diaduk selama 6 jam agar campuran menjadi homogen dengan menggunakan magnetic stirrer. 
Lapisan tipis TiO2 dipanaskan dengan variasi suhu mulai dari 300
O
C, 400
O
C, 500
O
C dan 600
O
C. 
Berdasarkan hasil pengujian XRD menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan semakin 
besar ukuran butir kristal. Hal ini disebabkan karena nilai lebar setengah puncak (FWHM) 
mengecil seiring dengan pertambahan suhu. Struktur kristal yang terbentuk dari lapisan tipis TiO2 
adalah anatase dan brookit. Hasil pengujian Uv-vis menunjukkan suhu pemanasan mempengaruhi 
turunnya celah pita energi. Semakin tinggi suhu pemanasan semakin kecil celah pita energi yang 
dihasilkan, yaitu sebesar 3,31 eV pada suhu 300
O
C dan 2,80 eV pada suhu 600
O
C. Hasil SEM 
menunjukkan ketebalan lapisan tipis TiO2 yaitu 2000 nm.  
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Abstract. The effect of annealing to TiO2 thin film on a glass substrate by the spin coating method 
has been performed. The TiO2 thin film was made by mixing TiCl4 as a precursor, ethanol as a 
solvent, and ethylene glycol as a stabilizer. The solution was then stirred by magnetic stirrer  for 6 
hours in order that the mixture became homogeneous solution. TiO2 thin film was heated at 
various temperatures of  300
O
C, 400
O
C, 500
O
C, and 600
O
C. The XRD results showed that the 
higher the annealing temperature, the greater to crystalline size. This is because the full width at 
half maxsimum (FWHM) decreases as temperature was increasid. The crystalline structures 
formed from TiO2 thin film were anatase dan brookite. UV-Vis results demonstrated that the 
heating temperature influenced the decline of band gap. The higher the heating temperature, the 
smaller the band gap which as 3,31 eV at temperature of 300
O
C and 2,80 eV at temperature of 
600
O
C respectively. SEM result demonstrated that the thickness of  TiO2 thin film was 2000 nm. 
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